Nazev vetejné zakazky:

Dodavka analytického rastrovaciho elektronového mikroskopu
s vysokym rozliSenim v¢. zafizeni na pripravu vzorki pro projekt NTIS

Odiivodnéni vymezeni technickych podminek veiejné zakazky ve vztahu k potifebam verejného

zadavatele podle § 156 odst. 1 pism. ¢) zakona ¢. 137/2006 Sb., v platném znéni

Rastrovaci elektronovy mikroskop (FE-SEM) pracujici v rezimu vysokého vakua

o Elektronové délo se Schottkyho emitorem
ZrO/W s garantovanou zivotnosti minimalné
6 000 hodin, ptipadn¢ garance této provozni
doby bez dalsich nakladt v nabidkové cené

o Stabilita proudu elektronového svazku lepsi
nez 1 % po dobu minimaln¢ § hodin

e Obrazové rozliSeni:

»rezim SE (sekundarni
elektrony) pfi 30 kV —
minimalné 1,0 nm

»rezim SE (pfi 1 kV) —
minimalné 1,6 nm

»rezim BSE (zpétné
odrazenych elektront) pii 30
kV — minimalné 3,0 nm

»rezim TE (prochazejicich
elektronil) — minimalné 1,0
nm

e Rozsah zvétSeni — minimalné 25x az 800 000x
na standardni fotografii Polaroid 127 x 93,5
mm

o Rozsah urychlovaciho napéti — minimaln¢ od
0,1 kV do 30 kV (s krokem maximalng 0,1 kV)

e Proud elektronového svazku 1 pA — 200 nA
(pti 15 kV) a vice nez 300 nA (pii 30 kV)

o Nezavisla regulace urychlovaciho napéti a
proudu sondy

e Automatické funkce:
»automatické zaostfeni
»automaticka regulace
sigmatizmu

Nutna podminka, zarucujici moznost vyuzivani elektronového
mikroskopu jak pro zobrazeni s vysokym rozliSenim, tak pro
analytické ucely sohledem na maximalni vyuziti
ptistrojového Casu zafizeni a ekonomicnost jeho provozu.

Nutna podminka zaruc€ujici, Ze minimaln€ po dobu 1 pracovni
smény budou vysledky provedenych analyz dostatecné presné
a reprodukovatelné.

Nutné podminky zaruc¢ujici dostate¢né obrazové rozliSeni pro
zobrazeni struktury a topografie analyzovanych vzorkl pfi
jednotlivych zobrazovacich moédech vzhledem k predmétu
vyzkumu zadavatele.

Pozadovany rozsah zvétseni nezbytny pro komplexni studium
struktury a topografie analyzovanych vzorkd.

Nezbytna podminka zarucujici moznost nastaveni optimalniho
urychlovaciho napéti pro zobrazeni a analyzu studovanych
vzork.

Nezbytna podminka zarucujici moznost nastaveni optimalniho
proudu sondy pro zobrazeni a analyzu studovanych vzorkd.

Nezbytna podminka pro nastaveni optimalnich pracovnich
podminek elektronové sondy pfi analyze studovanych vzorku.

Nezbytna podminka, zarucujici urcity komfort obsluhy pfi
zakladnim zobrazeni analyzovanych vzorku.




o Detektory:

»out-lens detektor SE

»>in-lens detektor SE

»vysuvny polovodicovy detektor
BSE s minimalné 4 segmenty

»vysunovatelny detektor
prochézejicich elektroni (TE)
se zobrazenim ve svétlém poli
(BF) a temném poli (DF)

Nezbytna sada detektori potiebna pro realizaci
pozadovanych zobrazovacich modu, ¢i jejich piipadnych
kombinaci, za ucelem komplexniho studia slozeni a
povrchové topografie vzorka.

Moznost sou¢asného snimani obrazu SE a BSE
a také SE a TE pfi vSech urychlovacich
napétich

Soucasné snimani 2 zivych obrazli a moznost jejich vzajemné
kombinace vede k ziskani komplexni informace o topografii a
kompozici analyzovaného materilu.

Systém redukujici pfipadnou kontaminaci
elektronové optiky ze vzorku - vymrazovaci
past

Vymrazovaci past minimalizuje kontaminaci optiky
elektronového mikroskopu, zplsobenou analyzovanymi
vzorky, ¢imz prodluzuje kvalitu zobrazeni a snizuje naklady
na servis.

Zorné pole minimalné 4 mm pfti zvétSeni 25x

Velikost zorného pole pfi minimalnim zvétSeni usnadiiuje
zakladni orientaci na povrchu analyzovaného vzorku a
nalezeni poZadovaného mista pro provedeni analyzy.

Stolek pro vzorky — eucentricky typ s
motorizaci v 5 osach v rozsahu
»osa X minimalné 100 mm
»o0sa Y minimalné 100 mm
»0sa Z minimalné 35 mm
»rotace 360°
»naklon minimalné od -3° do
70°

Stolek pro vzorky musi umoznit polohovani analyzovanych
vzorkil o min. rozmérech — primér 150 mm a vysky 25 mm,
resp. drzaku s vice vzorky téhoz primeéru, tj. jejich translaci
ve 3 vzajemné kolmych osach, rotaci a naklon v zavislosti na
pouzité analyzaéni technice.

Ptredkomora pro vyménu vzorkil o min.
rozmérech — pramer 150 mm a vyska 25 mm

Predkomora pro vyménu vzorkll je nutnd pro maximalizaci
vyuziti pfistrojového Casu a minimalizaci prostoju z ditvodu
Cerpani komory mikroskopu po vymeéné vzorku.

PIn¢ automaticky vakuovy Cerpaci systém

Zvyseni komfortu obsluhy elektronového mikroskopu.

Vzorkova komora musi byt ¢erpana pomoci
turbomolekularni vyveévy s rotorem ulozenym
v magnetickych loziscich a bezolejové
primarni vyvévy na hodnotu min. 10™ Pa

K zajisténi rychlého vycerpani komory elektronového
mikroskopu na potfebné vakuum (10” Pa) a eliminaci
uhlovodiki v komote je pozadovano cerpani pomoci
bezolejového Cerpaciho systému s turbomolekularni vyvévou.

Prostor elektronového déla musi byt Cerpan
iontovou vyvévou na hodnotu min. 107 Pa

Nezbytna podminka pro spravnou funkci elektronového déla
se Schottkyho emitorem ZrO/W a jeho zivotnost.

Apertura objektivové Cocky nastavitelna do
nékolika poloh se snadnou a jednoduchou
vymeénou pii funkénim proudu elektronového
svazku

Apertura objektivové Cocky oje nezbytna k nastaveni hloubku
ostrosti obrazu a tim i kvality zobrazeni mikroskopem.




Infracervena kamera pro pozorovani situace ve
vzorkové komote

Faradaytv poharek pro méteni proudu na
vzorku

Moznost pozorovat a ukladat obrazy o velikosti
vetsi nez 15 Mpixelt ve formatech TIFF, BMP
aJPG

Moznost ziskat 3D obrazova a kvantitativni
topograficka data o povrchu vzorku bez
naklonu vzorku

Ovladani vsech parametrt SEM pomoci
pocitatového systému s prislusSnym softwarem
(minimalné 1 (jedna) licence), plochy monitor
minimalné 24°’, DVD-RW, USB rozhrani a
sitova karta

Energiové disperzni detektor (EDS)

Hardware i software EDS pln¢ integrovany
se SEM (ovladani EDS a SEM pomoci jedné
mys$i a klavesnice)

Pouziti detektoru s bezdusikovym chlazenim
(technologie SDD ,,Silicon Drift Detector*)

Plocha detektoru minimalng& 30 mm?

RozliSeni minimalné 129 eV (pro ¢aru Ka Mn)

Detekce prvkili pocinaje berylliem (Be) a dale

Rychlost nacitani vyssi nez 300 000 cps
(,,counts stored per second®)

Vybavenost ovladacim pocitacovym systémem
se software (minimalné 1 (jedna) licence)
podporujicim EDS spektrometr, analyzu a
zaznam dat a minimalné umoziujicim:

Vizualizace aktualniho stavu ve vzorkové komoie a bezpecné
manipulovani se vzorkem (posun, naklon, apod.) vzhledem
k detektorim a objektivové ¢occe.

Nezbytny pro méfeni
vzorkem.

proudu elektronid prochazejicim

Pozadavek nezbytny pro ziskani vysoce kvalitniho zobrazeni
povrchové topografie vzorku a moznosti zpracovani tohoto
zobrazeni i pomoci jinych obrazovych software pouzivanych
zadavatelem.

Pozadavek na ziskani 3D obrazovych a kvantitativnich
topografickych dat povrchu analyzovaného materialu bez
nutnosti jeho naklonu za ucelem zefektivnéni a zrychleni

analyzy.

Zvyseni komfortu obsluhy elektronového mikroskopu a
zajisténi kompatibility s ostatnimi analyzami (EDS, WDS,
EBSD apod.).

Nutna podminka zaruCujici vzajemnou kompatibilitu
analyzaéniho systtmu EDS shardware a software
rastrovaciho elektronového mikroskopu, kterd je nezbytna pro
komplexni analyzu studovanych materiald.

Nutna podminka zarudujici dlouhodoby bezproblémovy
provoz EDS detektoru a zvySeni komfortu obsluhy.

Nezbytna podminka zarucujici dosazeni dostatecné citlivosti
EDS detektoru a pozadovanou rychlost analyzy prvkového
slozeni materialu.

Pozadované minimalni rozliSeni EDS detektoru, zarucujici
bezproblémovou kvalitativni a kvantitativni analyzu sloZeni
vyvijenych materialt.

Vzhledem k zaméfeni materidlového vyzkumu pozadujeme,
aby byl systém EDS schopen detekovat a kvantifikovat prvky
berylliem pocinaje a dale.

Nezbytna podminka zarucujici pozadovanou rychlost analyzy
prvkového slozeni materialu.

Pro potiebu zadavatele provadét komplexni kvalitativni a
kvantitativni prvkovou analyzu zkoumanych material musi
dodany software umoZziiovat pozadované funkce, a to
s ohledem na minimalizaci potfebného pfistrojového Casu




»snimani RTG spekter
(kvantitativné i kvalitativné)

o Vbodé

o naplose celé
zobrazené oblasti ¢i
na operatorem
vybrané oblasti
plochy

o podél jakékoliv
zvolené Cary

» urcit prvkové slozeni
operatorem vybranych prvkt
na zvolené plose (minimalné
25 prvkil soucasné)

»snimat uplné spektrum pro
kazdy zobrazovaci bod (pixel)
ve zvolené oblasti na zvolené
plose s rozlisenim minimalné
1024x1024 pixelt

»registraci elektronovych
obrazli

» automatickou a manualni
kvalitativni analyzu (s
automatickou identifikaci
cary)

»modelovani pozadi

» kvantitativni analyza

»bezstandardova analyza

»korekeni systémy PROZA,
ZAF a korekce matrice pro
TEM tenké fezy

o sada standardti (minimalné 50 standard® kovi
a minerali)

Vinové disperzni spektrometr (WDS)

e Vysoce citlivy systém s rozsahem energii
minimalné 160 eV az 12 keV

e Automatické nastaveni WDS s vyuZzitim
informace z EDS

e Automatickd WDS kalibrace

o Plna integrace WDS do software pracujiciho
s EDS, v¢etn¢ automatické WDS validace

SEM a maximalizaci efektivnosti jeho vyuziti s ohledem na
charakter provadéného vyzkumu.

Vzhledem K potiebé zadavatele provadét kvantitativni
prvkovou analyzu s vysokou pfesnosti pozadujeme sadu
kalibracnich standardl pro kovy a mineraly.

Vzhledem k zaméfeni materidlového vyzkumu pozadujeme,
aby byl systém WDS schopen detekovat a kvantifikovat prvky
berylliem pocinaje a dale, tj. Vv pozadovaném energetickém
rozsahu.

Zvyseni komfortu obsluhy WDS analyzy a zkraceni casu
ptislusné analyzy.

Zvyseni komfortu obsluhy WDS analyzy a zkraceni casu
ptislusné analyzy.

Nutna podminka zaruCujici vzajemnou kompatibilitu
analyzacnich systémti EDS a WDS, jenz jsou soucasti




identifikace EDS piki

EBSD systém

Specializovana CCD kamera pro snimani
obrazu s rozlisenim minimaln¢ 640x480 pixelt
s rychlosti indexace vétsi nez 600 fps

Interface pro pfipojeni k SEM umoziujici
ovladani SEM prosttednictvim EBSD systému

Systém musi zajiStovat soucasné snimani map
EBSD a map EDS (spektralni kvantitativni
mapy obsahujici tiplné RTG spektrum pro
kazdy pixel)

Fosforové stinitko pro zaznam obrazi EBSD

Software (minimalné 1 (jedna) licence)
umoziujici

»snimani elektronovych obrazl
a EBSD

»ovladani vSech parametrd
detektoru (integrace, ,,pixel
binning®)

» automaticka indexace pomoci
Houghovy transformace

» typ mapovani OIM

»moznost prezentovani EBSD
dat v Eulerové prostoru
(ODF, MODF)

»moznost analyzovat
vicefazové materialy
(minimalné 4 faze)

»mapovani hranic zrn
s moznosti jejich rekonstrukce

»identifikace fazi (spole¢né
s analyzou EDS)

» presentace vysledkt
analyzované faze

analytického rastrovaciho elektronového mikroskopu, ktera je
nezbytnd pro komplexni analyzu studovanych materiali.

CCD kamera je pozadovana k zaznamenani obrazi EBSD
(jejich digitalizaci) a nésledné zpracovani pfisluSnym
software. Pozadované technické parametry zohlednuji
rychlost analyzy a kvalitu ziskanych dat (rozliSeni) nezbytné
pro komplexni analyzu struktury analyzovanych vzork.

ZvySeni komfortu obsluhy elektronového mikroskopu a
zajisténi kompatibility EBSD a SEM.

Nezbytna podminka pro minimalizaci pfistrojového Casu tim,
ze diky konstrukci komory SEM umozni soucasn¢ provadét 2
analyzy.

Fosforové stinitko je nezbytné pro zviditelnéni obraztt EBSD
a jejich nasledné zaznamenani pomoci CCD kamery.

Pro potfebu zadavatele provadét komplexni strukturni a
fazovou analyzu zkoumanych materiali musi dodany
software umoznovat pozadované funkce, a to s ohledem na
minimalizaci potfebného pfistrojového ¢asu SEM a
maximalizaci efektivnosti jeho wvyuziti pro charakter
provadéného vyzkumu.

Z dtvodl zaruCeni nezbytné vzajemné kompatibility systémi

Systémy EDS, WDS a EBSD musi byt
vyrobeny jednim vyrobcem a pracovat na
stejné softwarové platformé

EDS, WDS a EBSD, musi byt tyto vyrobeny stejnym
vyrobcem. Pokud bychom pfipustili rtizné vyrobce téchto
systtml, pak nam nikdo nezaru¢i jejich vzijemnou
kompatibilitu nezbytnou pro komplexni analyzu studovanych




materiall, napf. systémy nebudou schopny vzdjemné sdilet
data, pracovat soucasn€¢ v realném case, vyuzivat nastaveni
parametril a meficich podminek jednoho systému na zakladé
jiz provedené analyzy druhym systémem.

Modularni katodoluminiscenéni systém (CL), umoziujici spektralni analyzu

katodoluminiscen¢niho efektu

o Achromatické parabolické zrcadlo pracujici

minimalné v rozsahu 200 az 2000 nm, véetné

» mechanizmu pro zasunuti a
vysunuti zrcadla z tubusu
SEM motorizované

» systému piesného polohovani
ve 3 osach (X-Y-2Z)

» ptiruby pro montaz
k mikroskopu

Pracovni vzdalenost (working distance)
maximalné 15 mm

Digitalni systém pro ovladani elektronového
svazku

Moznost spektralni analyzy — monochromator
s ohniskovou vzdalenosti minimalné 120 mm
umistény mimo mikroskop a opatieny:
» minimalné 2 difrakénimi
miizkami
»minimalné 1 vystupem pro
detektor
» motorizovanym karuselem

s filtry

Nezbytny ptechodovy opticky modul pro
zavedeni CL signalu do monochromatoru
pomoci svétlovodice

PMT detektor s min. rozsahem 200 aZ 850 nm

Software pro ovladani systému s moznosti
ziskani monochromatickych CL obrazli (map)
s minimalné 1 (jednou) licenci

Adaptér pro montaz CL systému na komoru
mikroskopu

Achromatické  parabolické  zrcadlo s pozadovanym
spektralnim rozsahem je nezbytné pro sbér fotonl
uvolnénych  ze  zkoumaného  materidlu s pomoci

elektronového svazku, pficemz motorizovany mechanismus
jeho nastaveni a polohovani je nezbytny k tomu, aby toto
zatizeni neomezovalo zadavatele v provadéni ostatnich
pozadovanych analyz potiebnych pro plnéni vyzkumného
zaméru.

Vzhledem k pozadavku zadavatele na rozliSovaci schopnost
systému, musi byt pracovni vzdalenost mensi nez 15 mm.

Zvyseni komfortu uzivatele pfi provadéni analyz materialii
pomoci katodoluminiscence (CL) v elektronovém
mikroskopu.

K zajisténi dostatecné spektralni rozliSovaci schopnosti
pristroje a odstupu signal/Sum pii analyze materiald musi byt
monochromator s ohniskovou vzdalenosti monochromatoru
min. 120 mm opatien alespont 2 difrakénimi miizkami a
motorizovanym karuselem s filtry.

Prechodovy opticky modul je nezbytny k zajisténi vyvedeni
CL signalu ze SEM, a to S minimalnimi ztratami na jeho
intenzité¢, a jeho pfivedeni pomoci svétlovodice do
analyzacniho monochromatoru.

Fotonasobi¢ (PMT detektor) musi zadavateli umoznovat
detekci zateni od UV oblasti po viditelnou ¢ast spektra, viz
pozadovany rozsah, aby bylo mozno analyzovat pozadované
materialy.

Nezbytnd podminka umoznujici obsluze SEM snimat a
vyhodnotit naméfena spektra za Gcelem stanoveni fazového
sloZzeni analyzovanych vzorkd.

Pozadovany adaptér musi umoznit bezproblémovou montaz
CL systému ke komote SEM.




Moznost pozd¢jsiho rozsiteni o jiné typy
spektrografti a detektorti pro hyperspektralni
méteni

Vzhledem k zaméfeni vyzkumu, musi mit zadavatel moznost,
Vv ptipadé potieby, rozsifit nainstalovany CL systém i o jiné
typy detektort (napf. pro IR oblast spektra) a spektrografii pro
hyperstrukturalni méfeni.

Modularni zdroj RTG zareni s polykapilarni optikou pro SEM/EDS

Zdroj RTG zéteni s mikrofokusaci maximalné
na prameér stopy 65 um

Kapilarni optika a montdzni adaptér na komoru
mikroskopu

Ovladaci elektronika a napéjeci zdroj

Software pro nastaveni provoznich parametrti a
ovladani clony RTG zdroje S minimalné 1
(jednou) licenci

Software pro zpracovani spekter, jejich
vyhodnoceni a kvalitativni a kvantitativni
analyzu vzorkli s minimalné 1 (jednou) licenci

Adaptér pro montaz modularniho zdroje RTG
zareni na komoru mikroskopu

Z hlediska pozadované kvalitativni a kvantitativni prvkové
analyzy vice-fazovych objemovych vzorki musi byt systém
SEM vybaven zdrojem rentgenového zafeni s mikrofokusaci
na pramér analyza¢ni stopy max. 65 um, aby bylo zajisténo
dostate¢né prostorové rozliseni.

S ohledem na rychlost analyzy pozadujeme fokusaci RTG
zafeni na potfebny pramér stopy rentgenovou optikou
(kapilarni optikou).

Zatizeni musi byt vybaveno potiebnou ovladaci elektronikou
a napajecim zdrojem zajistujicim jeho spravnou funkci.

Zatizeni musi byt vybaveno potifebnym software pro
nastaveni provoznich parametri a ovladani clony RTG zdroje
obsluhou SEM.

Nezbytna podminka umoziujici obsluze SEM zpracovat a
vyhodnotit nameéfena rentgenova spektra za ucelem stanoveni
kvalitativniho a  kvantitativniho  prvkového  slozeni
objemovych vzork.

Pozadovany adaptér musi umoznit bezproblémovou montaz
modularniho zdroje RTG zareni ke komote SEM.

Systém pro piipravu vzorki technikou ..ion-milling*

Zdroj iontl Ar

Typ se 3 elektrodami

Urychlovaci napéti minimaln€ od 0 do 6 kV

Proud vyboje minimalné od 0 do 500 pA

Minimalni velikost vzorku — primér 50 mm,
vyska 25 mm

Vzhledem k faktu, ze laboratof disponuje rozvodem plynného
argonu, pozadujeme, aby zafizeni pro pfipravu vzorkd pro
TEM aplikace fungovalo na principu iontd argonu.

Zdroj iontd musi byt Penningova typu se 3 elektrodami pro
zajisténi dostatecné intenzity iontli Ar a jejich energetického
profilu.

Nutna podminka pro zajiSténi pozadované energie iontl Ar
dle typu materialu pfipravovaného vzorku.

Nutnd podminka pro optimalizaci rychlosti ptipravy vzorku
dle typu jeho materialu a energie iontti Ar.

Zatizeni musi umoznit ptipravovat vzorku o specifikovaném
rozméru s ohledem na minimalizaci nakladii spojenych s




e Naklon vzorku v rozsahu 0 az 90°

e Rizeni pratoku argonu pomoci hmotového
pratokoméru

e Modul pro opracovani fezu vzorkem (,,cross-
section®)

¢ Integrovany opticky mikroskop pro pozorovani
stavu procesu

e Stolek pro vzorek kompatibilni s komorou
SEM pro snadné pienaseni vzorku

ptipravou vzorku.

Vzhledem k optimalizaci pracovnich parametrd procesu ,,ion
milling“ musi zafizeni umoziiovat ndklon vzorku
V pozadovaném rozsahu.

Pro plynulé a reprodukovatelné nastaveni prutoku argonu
musi byt zafizeni vybavené hmotovym pritokomérem argonu.

Zatizeni musi obsahovat modul pro opracovani fezu vzorkem,
aby bylo mozné sledovat i vnitini mikrostruktury materidlu
analyzovaného vzorku.

Za ucelem sledovani stavu procesu pfipravy vzorku
pozadujeme, aby pfislusné zatizeni bylo vybaveno optickym
mikroskopem umoznujicim tuto funkci.

Stolek pro vzorek musi byt kompatibilni s komorou SEM tak,
aby umoziioval snadné pfenaSeni vzorku mezi zafizenim pro
jeho ptipravu a komorou SEM.

Systém pro dekontaminaci organickych sloZzek na povrchu vzorku

e Samostatny systém pro dekontaminaci vzork
pomoci UV zafeni a 0zonu nebo obdobné
feSeni integrované v komote mikroskopu

e Stolek pro vzorek kompatibilni s komorou
rastrovaciho mikroskopu pro snadné prenaseni
vzorku v pfipadé samostatného
dekontaminacniho systému

e Moznost uloZeni vzorkll pod vakuem v ptipadé
samostatného dekontaminac¢niho systému

Systém pro pripravu vzorku na TEM aplikace

e Piiprava vzorkl pro TEM aplikace (tenké
folie) pomoci iontl argonu

e Rizeni energie iontového svazku nastavovanim
urychlovaciho napéti 0,1 az 8,0 kV

Samostatny systém pro dekontaminaci vzorki pomoci UV
zafeni a ozonu, nebo obdobné feSeni integrované v komoie
mikroskopu, pozadujeme kvuli zkvalitnéni zobrazeni
analyzovaného vzorku v elektronovém mikroskopu.

S ohledem na snadnost a rychlost pfeneseni vycisténych
vzorkil ze zafizeni do elektronového mikroskopu pozadujeme,
aby stolek pro vzorek/y byl u obou =zafizeni vzajemné
kompatibilni.

V piipadé¢ samostatného dekontamina¢niho  systému
pozadujeme, aby tento mél moznost uloZeni jiz pfipravenych
vzorkli pod vakuem, aby se tak minimalizovala moZnost
kontaminace jejich povrchi necistotami z okolni atmosféry.

Vzhledem k faktu, Ze laboratot disponuje rozvodem plynného
argonu, pozadujeme, aby zafizeni pro pfipravu vzorkd pro
TEM aplikace fungovalo na principu iontd argonu.

S ohledem na charakter materiald vzorkd, jez budou timto
zafizenim piipravovany, pozadujeme fizeni energie iontového
svazku nastavovanim urychlovaciho napéti v pozadovaném
rozsahu.




e Rizeni rotace stolku se vzorkem nastavitelné
od 1 do 6 otacek za minutu

e Drzak vzorkii kompatibilni s drzakem vzorkt
TEM mikroskopu

e Zabudovany mikroskop s funkci zoom pro
pozorovani stavu procesu

o Velikost vzorku minimalné 2 mm v priméru

e Bezolejovy vakuovy Cerpaci systém

Systém pro pripravu vzorki napraSovanim

e Naprasovani uhlikem a kovem Au

e Automatické nebo manualni ovladani

e Cerpany pomoci turbomolekularni vyvévy

o Digitalni nastaveni vykonu a ¢asu naprasSovani

e Monitor pro sledovani tloustky napraSované
vrstvy

e Sada spotiebniho materialu

S ohledem na pouzitou technologii pro pfipravu vzorki pro
TEM aplikace pozadujeme nastavitelnou rotaci stolku se
vzorkem za i¢elem optimalizace parametrli procesu.

Pro snadny pienos vzorku mezi pfisluSnym zatfizenim pro
pfipravu vzorku a elektronovym mikroskopem pozadujeme,
aby drzak vzorku pro TEM zobrazeni byl kompatibilni
s drzakem vzorku ptislusného zatizeni.

Za icelem sledovani stavu procesu pfipravy vzorku pro TEM
aplikaci pozadujeme, aby pfislusné zafizeni bylo vybaveno
optickym mikroskopem s plynulym zvétSenim.

Pozadovana velikost plochy vzorku piipravena timto
zafizenim musi byt vét§i nez 2 mm v priméru, aby bylo
zajisténo dostateCné misto pro provedeni jednotlivych analyz.

S ohledem na minimalizaci kontaminace povrchu
pripravovaného vzorku uhlovodiky pozadujeme bezolejovy
vakuovy Cerpaci systém.

S ohledem na zlepSeni obrazové kvality nevodivych ¢i §patné
vodivych vzorkl je nutno takové vzorky naprasit uhlikem ¢i
kovem (napft. Au).

S ohledem na charakter pfipravovanych vzorkl je pfipustné
jak automatické tak i manualni ovladani tohoto zafizeni.

S ohledem na rychlost pfipravy vzorku a ¢istotu prostiedi,
v némz maji byt vzorky naprasovany, pozadujeme Cerpani
systému pomoci turbomolekularni vyvévy.

S ohledem na komfort obsluhy pozadujeme digitalni nastaveni
vykonu a ¢asu naprasovani.

S ohledem na rychlost pfipravy vzorku a ekonomic¢nost tohoto
procesu pozadujeme vybaveni monitorem pro sledovani
aktualni tloustky napraSované vrstvy.

Sada spotfebniho materialu je nezbytna pro vlastni ¢innost
naprasovaciho zafizeni.




